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fT) (57) Abstract: The invention relates to a method for producing a dielectric barrier discharge lamp, which is characterized in that 
during a filling step, before the discharge space is closed, a part (3) of the discharge vessel is held up by way of a support element 
(15) that is subsequently at least partially softened in order to lower the upheld part (3), said support element (15) being disposed 

JjJ^ outside the discharge space. 

^ [Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusam men Cass ung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer fur dielektrisch behinderte Entladungen ausge- 
legten Emladungslampe, bei dem bei einem Befullschritt vor dem Verschliessen des Entladungsraumes ein Teil (3) des Entladungs- 
gefasses durch ein Stiitzelement (15) hochgehalten wird, das danach zumindesi teilweise erweicht wird, urn den hochgehaltenen Teil 
(3) abzusenken. Dabei liegt das Stiitzelement (15) ausserhalb des Entladungsraumes. 
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Verfahren zum Herstellen einer Entladungslampe 

Technisches Gebiet 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Herstellungsverfahren fiir 
eine Entladungslampe, die fiir dielektrisch behinderte Entladungen ausge- 
legt ist. 

Stand der Technik 

Solche fiir dielektrisch behinderte Entladungen ausgeiegte Lampen sind an 
5 sich bekannt. Ein Entladungsraum eines Entladungsgefafies dient zur Auf- 
nahme eines Entladungsmediums, haufig Xenon (Xe). Mit einem Elektroden- 
satz konnen in dem Entladungsmedium, also innerhalb des Entladungsrau- 
mes, dielektrisch behinderte Entladungen erzeugt werden. Der Elektroden- 
satz kann dabei innerhalb oder aufierhalb des Entladungsraumes vorgesehen 
10 sein. Er ist notwendigerweise zumindest teilweise durch eine dielektrische 
Schicht von dem Entladungsmedium getrennt, die auch durch eine Entla- 
dungsgefaBwand gebildet sein kann. 

Als Sonderfall fiir Entladungslampen sind sog. Flachstrahler bekannt, bei 
denen das Entladungsgefafi eine Bodenplatte und eine Deckenplatte auf- 
15 weist, die von einem im Bereich des Aufienrandes der Platten verlaufenden 
Rahmen verbxmden sind, der auch Bestandteil einer der beiden Platten sein 
kann. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die Flachstrahlerbauform ein- 
geschrankt. Es ist jedoch bekannt, bei dieser Bauform Stiitzelemente zwi- 
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schen den Platten vorzusehen, die dazu dienen, die effektiven Biegelangen 
zu verkiirzen und das Entladungsgefafi mechanisch zu stabilisieren. Dies ist 
wegen der vor allem bei Hinterleuchtungen von flachigen Anzeigeeinrich- 
tungen teilweise grofieren Formate der Flachstrahler und auch wegen des 
5 haufig in dem Entladungsmedium herrschenden Unterdrucks von Bedeu- 
tung. Die vorliegende Erfindung ist jedoch auch nicht auf Entladungslampen 
mit solchen Stiitzelementen eingeschrankt. 

Aus der DE 198 17 478 ist schliefilich bekannt, diese Stiitzelemente in beson- 
derer Weise auszugestalten, namlich mit einem Teil zu versehen, das bei der 

10 Temperatur eines Befiillschritts erweicht. Der Befiillschritt kann zum Beispiel 
in einem Vakuumofen ausgefuhrt werden und findet bei erhohter Tempera- 
tur statt, urn Adsorbate auf den Entladungsraum-Innenwanden zu desorbie- 
ren und/oder urn ein Erweichen der erwahnten Teile der Stiitzelemente zu 
ermoglichen. Aufierdem kann gemafi der in der genannten Schrift beschrie- 

15 benen Vorgehensweise eine an dem Rahmen des Flachstrahlers vorgesehene 
Dichtflache ebenfalls mit einem soweit erweichenden Material versehen sein, 
dass diese Dichtflache, wenn die entsprechenden Teile in Kontakt miteinan- 
der gebracht werden, eine abdichtende Verbindung herstellt. Dadurch kann 
der Entladungsraum wahrend des Befiillschrittes automatisch verschlossen 

20 werden. Der Befiillschritt dient namlich dazu, die Restatmosphare in dem 
Entladungsraum moglichst zu verdiinnen und mit dem gewiinschten Entla- 
dungsmedium zu befullen. Die Stiitzelemente haben gemaB der Lehre dieser 
Schrift dabei die Funktion, die Deckenplatte des Flachstrahlers zunachst iiber 
den Rahmen hochzuhalten, so dass zwischen der Unterseite der Deckenplat- 

25 te und der Oberseite des Rahmens eine Offnung fiir das Befullen des Entla- 
dungsraumes freigehalten wird. Wenn nun die erwahnten Teile der Stiitz- 
elemente bei einer entsprechenden Temperatur ausreichend erweichen, so 
wird die Deckenplatte durch die Schwerkraft abgesenkt, weil diese Stiitz- 
elementteile flachgedriickt werden. Indem die Unterseite der Deckenplatte 
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gegen die Dichtflache auf dem Rahmen zur Anlage kommt, kann eine dichte 
Verbindung und damit der gewiinschte Einschluss des Entladungsmediums 
in dem Entladungsraum und der Verschluss desselben realisiert werden. 

Haufig finden dabei sowohl fiir die Dichtflache als auch fiir die erweichen- 
5 den Stiitzelementteile Glaslotmaterialien oder vergleichbare Substanzen 
Anwendung. Zu den verwendbaren Materialien, dem Aufbau der Stiitzele- 
mente, den typischen Temperaturen und den giinstigen Viskositaten der 
verschiedenen Teile der Stiitzelemente wird auf den Offenbarungsgehalt der 
erwahnten Schrift verwiesen, der durch Inbezugnahme in dieser Anmeldung 
10 inbegriffen ist. 

Darstellung der Erfindung 

Der vorliegenden Erfindung liegt ausgehend von dem genannten Stand der 
Technik das Problem zugrunde, ein im Hinblick auf den Befullschritt verbes- 
sertes Herstellungsverfahren fiir eine fiir dielektrisch behinderte Entladun- 
gen ausgelegte Entladungslampe anzugeben. Die Erfindung richtet sich auf 

15 ein Herstellungsverfahren fiir eine solche Entladungslampe, bei dem wah- 
rend eines einem Verschliefien des Entladungsraumes vorhergehenden Be- 
fullschrittes eines von zumindest zwei Teilen des Entladungsgefafies durch 
ein Stiitzelement hochgehalten wird, welches Stiitzelement zum Verschlie- 
fien des Entladungsraumes durch Warmeanwendung zumindest teilweise 

20 erweicht wird, wodurch der hochgehaltene Teil des Entladungsgefafies abge- 
senkt wird, wobei allerdings im Gegensatz zum Stand der Technik das Stiitz- 
element bei dem Hochhalten des Entladungsgefafiteils ganz aufierhalb des 
Entladungsraumes angeordnet ist. 

Bevorzugte Ausfiihrungsformen sind in den Unteranspriichen angegeben. 

25 Haufig enthalten die fiir das Absenken des hochgehaltenen Entladungsge- 
fafiteils verwendeten Stutzelemente einen wahrend des Befullschritts erwei- 
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chenden Teil, der zu storenden Verunreinigungen der Restgasatmosphare in 
dem Entladungsraum fuhren kann. Zum einen konnen diese Verunreinigun- 
gen wegen der hoheren Temperaturen wahrend des Befiillschritts und zum 
anderen aber auch wahrend der Lebensdauer der Lampe auftreten. Insbe- 

5 sondere konnen fur die erweichenden Teile sog. Glaslotmaterialien verwen- 
det werden. Diese konnen beispielsweise von organischen Bindern gehaltene 
Glasmehle sein. Damit konnen schon bei relativ geringen Temperaturen 
geeignete Viskositaten erreicht werden. Mit den Bindermaterialien sind je- 
doch unvermeidliche Restausgasungen verbunden, die die Reinheit der 

10 Restgasatmosphare storen. 

Besonders ausgepragt sind die eben beschriebenen Probleme bei lediglich 
vorgeformten Teilen, die neben dem Glasmehl den organischen Binder noch 
in der urspriinglichen Form enthalten. Aber auch bei vorgesinterten Teilen, 
in denen nur noch Binderreste vorliegen, treten die storenden Ausgasungen 
15 auf, wenn auch in vermindertem Umfang. 

Im Prinzip besteht allerdings auch die Moglichkeit; bei den geeigneten Tem- 
peraturen erweichende Glassorten in reiner Form zu verwenden, etwa Teile 
aus reinem SF6-Glas. Diese vollig binderfreien Teile fuhren an sich nicht zu 
storenden Ausgasungen. Sie sind dennoch mit Nachteilen verbunden, weil 

20 sie den Entladungsraum vor alien Dingen bei bestimmten Formen der Stiitz- 
elemente geometrisch storen konnen. Beispielsweise kann es erwiinscht sein, 
auf einer der beiden Platten spitz oder kantig aufliegende Stiitzelemente zu 
verwenden, wobei der Entladungsraum bis in die Umgebung der Beriihrung 
zwischen der Spitze oder Kante und der entsprechenden Platte ausgenutzt 

25 werden soil oder bestimmte optische Eigenschaften gewahrleistet sein sollen. 
Die erweichten Teile wiirden dann von der Spitze oder Kante zur Seite weg- 
gedriickt imd einen Teil des Entladimgsraums blockieren oder storen. 
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Die Erfindung beruht nun auf der Erkenntnis, dass diese erweichenden Teile 
im Grunde nur zum Hochhalten des Entladungsgefafiteils unverzichtbar 
sind. Die Stutzfunktionen in dem Entladungsraum selbst konnen, soweit 
uberhaupt erforderlich, auch ohne solche erweichenden Teile erfullt werden, 

5 wenngleich der zitierte Stand der Technik wegen der Gleichmafiigkeit der 
Anlage solche erweichenden Elemente gerade im Hinblick auf diese Stiitz- 
funktion empfiehlt. Bei der Erfindung wird jedoch davon ausgegangen, dass 
die Reinheit der Restgasatmosphare im Vordergrund steht und sich etwaige 
Stiitzelemente innerhalb des Entladungsraumes mit ausreichender Prazision 

10 herstellen lassen, urn auf erweichende Teile dort auch verzichten zu konnen, 
oder sie jedenfalls innerhalb des Entladungsraumes in geringerer Zahl vor- 
zusehen. Die Erfindung richtet sich also namentlich auch auf solche Ent- 
ladungslampen, bei denen innerhalb des Entladungsraums gar keine Stiitz- 
elemente vorgesehen sind. 

15 Durch Stiitzelemente ganz aufierhalb des Entladungsraumes, die ganz oder 
teilweise wahrend des Befullschritts erweichen, lasst sich das Entladungsge- 
fafiteil gut hochhalten, wobei die erweichenden Teile dann nur aufierhalb des 
Entladungsraumes zu Ausgasungen fiihren und den Entladungsraum auch 
sonst nicht storen. Mit einer Anordnung ausserhalb des Entladungsraumes 

20 ist dabei insbesondere auch gemeint, dass die erweichenden Teile bei dem 
Verschliefien des Entladungsgefafies aufierhalb des Randes des Entladungs- 
raumes liegen und keinen Kontakt mit dem Entladungsraum haben. Sie 
sollen also insbesondere auch aufierhalb eines Rahmens beispielsweise eines 
Flachstrahlers angeordnet sein. Dies ist in dieser Anmeldung mit dem Begriff 

25 „ganz aufiertudb" gemeint. 

Wenn die Stromung in z.B. dem Vakuumofen, in dem der Befiillschritt aus- 
gefiihrt wird y ausreichend stark oder geeignet gerichtet ist, wird der Enda- 
dungsraum selbst kaum von Ausgasungen von aufierhalb liegenden Glas- 
lotmaterialien oder ahnlichem betroffen. Insbesondere wird der Entladungs- 
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raum selbst nach Absenken des Entladungsgefafiteils nicht mehr durch ein 
weiteres Ausgasen der nun aufierhalb liegenden erweichenden Teile betrof- 
fen. Dies ist von Interesse, weil gerade beim Absenken die hochsten Tempe- 
raturen auftreten und wegen der nicht zu vermeidenden Tragheit auch noch 
5 fiir eine gewisse Zeit anhalten. 

Die Erfindung ist dabei ubrigens nicht darauf eingeschrankt, wahrend des 
Befullschritts auch die Abdichtung der beiden Platten gegeneinander oder 
gegen einen Rahmen in der beschriebenen Weise iiber Glaslotmaterialien 
oder andere erweichenden Materialien vorzunehmen. Jedoch bildet diese 

10 Vorgehensweise eine bevorzugte Variante. Dabei spielt die Kontamination 
des Entladungsmediums durch das dabei verwendete erweichende Material 
deswegen eine etwas geringere Rolle, weil die gegeniiber dem Entladungs- 
medium freiliegende Oberflache dieser Dichtung sehr kleingehalten werden 
kann. Die erweichenden Teile der Stiitzelemente haben jedoch zwangslaufig 

15 ein gewisses Volumen und damit auch eine gewisse Oberflache. Schliefilich 
sollen sie eine Bewegung der hochgehalteneh Platte iiber eine makroskopi- 
sche Strecke ermoglichen. 

Die bereits erwahnten Flachstrahler bilden im iibrigen einen bevorzugten 
Anwendimgsfall fiir die Erfindung. Dort kann dann das erfindungsgemafi 

20 aufierhalb des Entladungsraumes liegende Stiitzelement mit dem erwei- 
chenden Teil (oder mehrere solcher Stiitzelemente) aufierhalb des Rahmens 
liegen, jedoch noch durchaus zwischen den Platten angeordnet sein. Es kon- 
nen auch geeignete Verlangerxmgen der Platten vorgesehen sein, die in ei- 
nem spateren Schritt des Herstellimgsverfahrens wieder entfernt werden, 

25 beispielsweise abgebrochen werden. Insbesondere konnen das oder die er- 
findungsgemafien Stiitzelemente lediglich Verfahrenshilfsmittel sein, die fiir 
die fertige Entladimgslampe keine Rolle spielen und deswegen bei der Her- 
stellung wieder von der Entladungslampe getrennt werden. 
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Der bevorzugte Aufbau der Stiitzelemente besteht aus zumindest zwei Tei- 
len, von denen der erweichende Teil auf der wahrend des Befiillschritts tin- 
ten liegenden Platte sitzt und den nicht erweichenden Teil auf sich tragt. 
Dadurch kann beispielsweise die Kontaktflache zwischen dem oberen Teil 
5 und der oberen Platte, die vorzugsweise die Deckenplatte ist, kleingehalten 
werden, so dass die Lichtabstrahlung wenig beeintrachtigt wird. 

Naturlich ist bevorzugt, bei dem erfindungsgegenstandlichen Herstellungs- 
verfahren innerhalb des Entladungsraumes ganzlich auf erweichende Teile 
zu verzichten, wobei hier die Dichtflache des Rahmens oder eine andere 

10 Dichtflache des Entladungsgefafies nicht gemeint ist. Aufierdem sollten vor- 
zugsweise nicht zu viele der erfindungsgemafien Stiitzelemente aufierhalb 
des Entladungsraumes eingesetzt werden, weil auch durch Ausgasungen 
aufierhalb des Entladungsraumes noch eine gewisse Beeintrachtigung der 
Restgasatmosphare in dem Entladungsraum moglich ist. Aufierdem hat eine 

15 geringe Zahl von erweichenden Stiitzelementteilen den Vorteil, dass sich das 
Gewicht des abzusenkenden Entladungsgefafiteils auf diese wenigen erwei- 
chenden Teile verteilt. Das abzusenkende Entladungsgefafiteil muss dann 
weniger oder gar nicht beschwert werden. Das Einsparen von Gewichten 
zum Beschweren fiihrt jedoch zu schnelleren Temperaturanderungen beim 

20 Heizen und Abkiihlen und zu einer homogeneren Temperaturverteilung 
sowie zu einer besseren Raumausnutzung. Die Zahl der erweichenden Teile 
kann iibrigens sogar dazu verwendet werden, eine Anpassung an das effek- 
tive Gewicht, das das abzvisenkende Entladungsgefafiteil herabdriickt, vor- 
zunehmen. Wenn namlich mehrere Entladungsgefafie iibereinander gesta- 

25 pelt werden, ist dieses effektive Gewicht bei weiter unten in dem Stapel 
liegenden EntladungsgefaSen deutlich grofier als bei weiter oben liegenden. 

Giinstigerweise sollten hochstens vier Stiitzelemente in dieser Weise ausge- 
legt sein vind verwendet werden. Beispielsweise konnen diese vier Stiitzele- 
mente in den vier Ecken eines Flachstrahlerentladxmgsgefafies mit rechtecki- 
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ger Plattenform angeordnet werden, so dass die hochzuhaltende Platte je- 
weils im Bereich ihrer aufieren.Ecken unterstiitzt wird. Im Grunde reichen 
jedoch auch drei Stiitzelemente, um eine Platte flachig zu unterstiitzen. 
Schliefilich ist es auch moglich, die Platte an einer Ecke oder einer Kante 

5 bereits auf dem Rahmen aufliegen zu lassen und im ubrigen nur noch mit 
zwei oder sogar nur einem Stiitzelement hochzuhalten. Dabei ist die fur das 
Befullen des Entladungsraums zur Verfugung stehende Offnung nicht mehr 
allseitig, jedoch muss dies nicht unbedingt ein Problem darstellen. Insbeson- 
dere kann diese Offnung etwas hoher als im Fall einer allseitigen Offnung 

10 ausgefuhrt sein, so dass ein ausreichender Querschnitt zur Verfugung steht. 

Bei der Erfindung kann eine Variante giinstig sein, bei der das zum Hochhal- 
ten der Platte verwendete Teil insgesamt erweicht, bei dem also in anderen 
Worten das zwischen der Deckenplatte und der Bodenplatte angeordnete 
Element insgesamt erweicht. Dabei kann allerdings eine der beiden Platten 
15 so geformt sein, dass die Platte selbst zum Teil Stutzelementfunktion hat. 
Jedenfalls liegen bei dieser Variante neben den beiden Platten und den da- 
zwischenliegenden erweichenden Stiitzelementen (Stutzelementteilen) keine 
weiteren separaten nicht erweichenden Stiitzelementteile vor (jedenfalls 
nicht an den zum Hochhalten verwendeten Stutzelementstellen). 

20 Zur Ausgestaltimg von in die Platten, insbesondere in die Deckenplatten 
integrierten Stiitzelementen, wird verwiesen auf zwei friihere Patentanmel- 
dungen derselben Anmelderin, namlich die DE 100 48 187.6 und die DE 100 
48 186.8, deren Offenbarungsgehalt hiermit inbegriffen ist. Die Stutzelemen- 
te konnen namlich als einstiickige Bestandteile der Deckenplatte ausgebildet 

25 sein. 

Wenn die aufierhalb des Entladungsraumes liegenden Stiitzvorspriinge 
etwas weniger tief bzw. niedriger ausgebildet sind als die innerhalb des 
Entladungsraumes, konnen an diesen Stellen die erweichenden Teile zwi- 
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schengelegt werden. Der Positionierungsaufwand beschrankt sich dabei aber 
auf die erfindungsgemafi relativ geringe Zahl dieser Stellen. 

Die erfindungsgemafien Stiitzvorspriinge aufierhalb des Entladungsraumes 
konnen iibrigens auch, wie in den zitierten Anmeldungen erlautert, rippen- 

5 artig verlaufen, sich also sozusagen nur eindimensional verjiingen. Bevor- 
zugt ist jedoch, dass sie sich auch in einer zweiten Dimension verjiingen, also 
im wesentlichen spitz zulaufen. Dann kann das erweichende Element mit 
einer Offnung versehen sein, in die die Spitze eines zugeordneten Stiitzvor- 
sprungs eingesetzt wird, so dass das Aufsetzen der Deckenplatte auf diesen 

10 erweichenden Elementen etwas selbstjustierend ist oder jedenfalls relativ 
sicher erfolgen kann. Die dabei in den erweichenden Elementen moglichen 
Hohlraume sollten vorzugsweise mit einer Offnung versehen sein, damit 
keine Verunreinigungen zuriickgehalten werden. Dazu konnen beispielswei- 
se die Begrenzungsflachen von Rohrstiicken Ausnehmungen aufweisen oder 

15 in der Form von den Stutzvorsprungen abweichen. Es konnen auch seitliche 
Locher angebracht sein. AuCerdem konnten Rbhrstucke axial geschlitzt sein. 

Bei den Stutzvorsprungen innerhalb des Entladungsraumes, die nicht in 
Verbindung mit einem erweichenden Teil fiir das Hochhalten der Platte 
verwendet werden sollen, ist dann vorzugsweise eine nur beriihrende Anla- 
20 ge zwischen Stiitzvorspnmg und Bodenplatte vorgesehen, die fiir die Stabili- 
sierungswirkung, insbesondere bei Unterdruck des Entladungsmediums, 
haufig ausreicht. 

Das bevorzugte Material fiir die erweichenden Elemente besteht im iibrigen 
im wesentlichen aus SF6-Glas, Wenn die Viskositat der erweichenden Teile 
25 nicht sehr niedrig wird oder werden soil oder wenn das abzusenkende Teil 
sehr leicht ist, kann das hochgehaltene Teil, wie bereits erwahnt, auch be- 
schwert werden, urn das Absenken zu unterstiitzen. 
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Beschreibung der Zeichnungen 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfiihrixngsbeispiels naher 
erlautert, wobei die dargestellten Merkmale auch in anderen Kombinationen 
erfindungswesentlich sein konnen. 

Im einzelnen zeigt: 

5 Figur 1 eine schematisierte Draufsicht auf eine erfindungsgemafie 
Flachstrahler- Entladungslampe mit symbolisierten Kontaktstellen 
der Stiitzelemente mit der Bodenplatte und erweichenden Teilen 
bei den Stiitzelementen in den Ecken; 

Figur 2 eine schematisierte Seitenansicht eines Stiitzelements aus einer der 
10 Ecken in Figur 1 vor dem Erweichen des dazu vorgesehenen Teils; 

Figur 3 eine Figur 2 entsprechende Ansicht nach dem Erweichen dieses 
Teils; 

Figur 4 eine Figur 2 vergleichbare Darstellung zu einem weiteren Ausfiih- 
rungsbeispiel; und 

15 Figur 5 eine Figur 4 entsprechende Darstellung nach dem Erweichen des 
Stiitzelements in Figur 4. 

Zu Figur 1 wird zunachst auf die jeweilige Figur 3 der beiden zitierten Vor- 
anmeldungen Bezug genommen. Zur Verdeutlichung sind bei den vorlie- 
genden Anmeldungen die gieichen Bezugszif fern verwendet worden, soweit 
20 es sich urn vergleichbare Elemente handelt. 

Figur 1 zeigt eine schematisierte Draufsicht auf einen Aufbau aus einer De- 
ckenplatte (3 in den Figuren 2 und 3) und einer Bodenplatte (4 in den Figu- 
ren 2 und 3), die dem Aufbau der zitierten Anmeldungen bis auf die im fol- 
genden erlauterten Einzelheiten vollstandig entsprechen. 
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Die Deckenplatte 3 und die Bodenplatte 4 sind in den aufiersten Eckberei- 
chen iiber in Figur 2 gut zu erkennende und in Figur 1 von oben in ihrem im 
wesentlichen kreisformigen Querschnitt eingezeichnete Rohrstiicke 15 aus 
SF6-Glas getrennt, auf denen die aufiersten Stiitzvorspriinge in den Ecken 

5 aufierhalb des rechteckigen Formats des Flachstrahlers aufliegen. Dabei ha- 
ben die Stiitzvorspriinge einen mit l'-l"" bezeichneten kreisformigen Ansatz 
in den ebenen Teilen der Deckenplatte 3 und erstrecken sich von dort kegel- 
formig spitz zulaufend mit einer Spitze 2'-2"" am unteren Ende in Richtung 
Bodenplatte 4. Dabei bilden die Spitzen 2'-2"" in der Projektion auf die Plat- 

10 tenebenen die Mittelpunkte der Kreise l'-l"". Die Deckenplatte 3 ist dabei 
eine tiefgezogene Glasplatte, deren Oberseite in der Kontur weitgehend der 
Unterseite entspricht. Die Stiitzvorspriinge entsprechen hier also den iibri- 
gen Stiitzvorspriingen innerhalb des Entladungsraums, also in der Drauf- 
sicht aus Figur 1 innerhalb des weiter unten beschriebenen Rahmens 8. Die 

15 Einzelheiten hierzu sind bereits in den beiden zitierten friiheren Anmeldun- 
gen dargelegt, so dass hier verwiesen werden kann. 

In Figur 1 ist der aufiere Randbereich der Ubersichtlichkeit halber etwas zu 
grofi dargestellt Tatsachlich wird man bestrebt sein, den uber die nutzbare 
Lichterzeugungsflache hinausgehenden Flachenanteil des Flachstrahlers 
20 moglichst klein zu halten. 

In Figur 1 sind mit 5 Elektrodenstreifen bezeichnet, die insgesamt einen voll- 
standigen Elektrodensatz fur dielektrisch behinderte Entladimgen aufbauen, 
wobei sowohl die Anoden als auch die Kathoden dielektrisch beschichtet 
sind und auch ansonsten keine Unterschiede voneinander aufweisen. Die 
25 Elektrodenstreifen 5 sind jeweils alternierend einem rechten Sammelan- 
schluss 10 und einem linken Sammelanschluss 11 zugefiihrt und konnen 
dariiber an ein elektronisches Vorschaltgerat angeschlossen werden. Entla- 
dxingsbereiche bilden sich jeweils in den nachstbenachbarten Abschnitten 
nebeneinanderliegender Elektrodenstreifen 5 aus, so dass sie in den in Figur 
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3 mit 6 bezeichneten Entiadungsraumabschnitten liegen. Hierzu wird im 
ubrigen auf die zitierten friiheren Anmeldungen verwiesen. Das gilt auch fiir 
die Form der Elektrodenstreifen, die dort naher erlautert ist. Es zeigt sich 
jedoch, dass die Stutzvorspriinge jeweils von gleichen Anordnungen nachst- 

5 benachbarter Entladungsbereiche umgeben sind und umgekehrt (Randberei- 
che ausgenommen) und dass sich durch die in Figur 1 dargestellte Anord- 
nung verschiedene Linien Ziehen lassen, entlang denen sich Entladungsbe- 
reiche und Stutzvorspriinge abwechseln. Auch hierzu wird auf die Voran- 
meldungen verwiesen. In Figur 1 sind iibrigens die Kreisansatze 1 der Uber- 

10 sichtlichkeit halber nicht eingezeichnet, so dass die Stutzvorspriinge nur 
durch die Spitzen 2 reprasentiert sind. 

In Figur 1 zeigt die Bezugsziffer 8 eine rahmenahnliche Struktur, die bei 
diesem Ausfuhrungsbeispiel keinen separaten Rahmen bildet, sondern ein 
ebenfalls tiefgezogener Vorsprung der Deckenplatte 3 ist. Dieser ist jedoch 
15 als Rippe und nicht als spitz zulaufender Kegel ausgebildet. Die Breite der 
Rahmenrippe 8 dient fur eine gasdichte Verbindung zur Bodenplatte 4, die, 
wie bereits erlautert, durch ein Glaslot hergestellt werden kann. Die weiter 
aufien liegende Linie 9 zeigt die Aufiengrenze des Rahmens, entspricht also 
gewissermafien dem Kreisansatz 1 bei den Stiitzvorspriingen. 

20 Wenn die Lampe vor dem Verschliefien durch gasdichtes Verkleben bzw. 
Verloten des Rahmens 8 mit der Bodenplatte 4 befiillt werden soil, wird sie 
in dem in den Figuren 1 und 2 skizzierten Zustand „aufgebockt // , indem die 
aufiersten Stutzvorspriinge 2'-2"" in den Ecken auf die Rohrstiicke 15 

aufgesetzt werden. Dabei haben die Rohrvorspriinge 15 einen seitlichen 

25 Schlitz, der zeichnerisch nicht dargestellt ist, damit ihr Innenraum miterfasst 
wird. Wahrend des Befullschritts halten die Rohrstucke 15 die Deckenplatte 3 
ihrer vertikalen Lange entsprechend urn etwa 2,5 mm hoch, so dass der ge- 
samte Entladungsraum mit dem gewiinschten Entladungsmedium geflutet 
werden kann. Dann kann der bei diesem Beispiel hierzu verwendete Vaku- 
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umofen aufgeheizt werden, bis die Erweichungstemperatur des die Rohrstii- 
cke 15 aufbauenden SF6-Glases erreicht wird, woraufhin die Rohrstiicke 15 
von dem Gewicht der notigenfalls beschwerten Deckenplatte 3 zu einem 
unregelmafiigen Materialhaufen 16 zusammengedriickt werden, so dass 
5 schlussendlich die in Figur 3 dargestellte Situation entsteht. Dort ist von dem 
Rohrstiick 15 aus Figur 2 nur mehr ein amorph geformter kleiner Haufen 
iibrig geblieben, der den Sttitzvorsprung 1', 7! an der Bodenplatte 4 zusatz- 
lich verklebt. 

Bei dem dargestellten Beispiel kommt die Spitze 2' in Figur 3 zur Anlage an 
10 die Bodenplatte 4 (ebenso 2" - 2""). Dies muss nicht unbedingt so sein. Die 
fiir die erweichenden Rohrstiicke 15 ausgelegten Stiitzvorspriinge konnen 
auch etwas geringere vertikale Abmessungen haben, so dass die Spitze 2' das 
Material 16 nicht vollstandig unter sich verdrangen muss, aufgrund der 
spitzen Form bildet dieses Verdrangen jedoch kein besonderes .Hindernis. 
15 Bei rippenformigen Stiitzvorsprungen konnte das anders sein. 

Die Figuren 4 und 5 zeigen ein zweites Ausfuhrungsbeispiel. 4 bezeichnet 
auch hier eine flache Bodenplatte, auf der jedoch eine etwas modifizierte 
Deckenplatte 3' zu liegen kommen soil. Diese Deckenplatte 3' hat eine „Nop- 
penstruktur'', zu der auf die bereits friiher zitierten Anmeldungen 100 48 

20 187.6 und 100 48 186.8 verwiesen wird. Der aufiere Bereich der Deckenplatte 
3' ruht in Figur 4 vor dem Abschluss des Befiillschrittes auf einem mit seiner 
Achsenrichtung plattenparallel liegenden SF6-Glasrohrstiick 15'. Durch eine 
passend komplementar gestaltete Ausbuchtxmg des aufiersten Randes der 
Deckenplatte 3' kann diese leicht auf das Rohrstiick 15' bzw. drei oder vier 

25 dieser Rohrstiicke 15' aufgelegt werden. t)ber den grofiten Teil des Aufien- 
umfangs des Entladungsgefafies entstehen dadurch zwischen der Decken- 
platte 3' und der Bodenplatte 4 entsprechende Offnungsspalte. 
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Das SF6-Glasrohrstuck 15' erweicht bei der entsprechenden Temperatur und 
sixikt in sich zusammen, so dass eine in Figur 5 angedeutete amorphe Mate- 
rialanhaufung 16' iibrig bleibt. Die Abdichtung des Entladungsraumes er- 
folgt iiber eine den Rahmen, der in die Deckenplatte 3' an dieser Stelle integ- 

5 riert ist, abdichtende Glaslotraupe 17, die beim Absinken der Deckenplatte 3' 
ebenfalls erweicht und damit fur eine Dichtung 18 (Figur 5) sorgt. Die Be- 
sonderheit des Glasrohrstiicks 15', das hier eine Wandstarke von 0,3 mm bei 
einem Durchmesser von 3 mm hat, liegt darin, dass es nicht exakt abgelangt 
sein muss, urn die richtige Hohenabmessung vorzugeben. Vielmehr kann 

10 hier unprazise abgelangte Meterware verwendet werden. Aufierdem kommt 
man bei diinnwandigen Rohren mit vergleichsweise kleinen Materialmengen 
aus, wobei sich die Offnung des Rohres durch die plattenparallele Achsenla- 
ge ohne Schlitzung ergibt. Durch die eingeformte Aufnahme seitens der 
Deckenplatte 3' ist die in Figur 4 dargestellte Konstruktion relativ stabil und 

15 erschiitterungssicher. Natiirlich konnte statt des Rohres 15' auch ein Rohr 
mit einer anderen Querschnittsform oder ein massiver Stab verwendet wer- 
den. Das mit der Bodenplatte 4 und der Deckenplatte 3' verbackene oder 
verschmolzene Material 16' (Figur 5) sorgt im iibrigen fur eine zusatzliche 
Stabilisierung der Verbindung zwischen den beiden Platten 3' und 4 unab- 

20 hangig von der Dichtung 18 des integrierten Rahmens. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen einer fur dielektrisch behinderte Entladun- 
gen ausgelegten Entladungslampe, die aufweist: 

ein aus zumindest zwei zu Anfang des Verfahrens getrennten Teilen (3, 
4) bestehendes Entladungsgefafi zur Aufnahme eines Entladungsmedi- 
5 urns in einem Entladungsraum des Entladungsgef afies, 

einen Elektrodensatz (5) zur Erzeugung dielektrisch behinderter Entla- 
dungen in dem Entladungsmedium und 

eine dielektrische Schicht zwischen zumindest einem Teil eines Elekt- 
rodensatzes (5) und dem Entladungsmedium, 

10 bei welchem Verfahren bei einem einem Verschliefien des Entladungs- 

raumes vorhergehenden Befullschritt eines der Teile (3) des Entla- 
dungsgefafies durch ein Stiitzelement (1' - 1"", 2' - 2"", 15) hochgehal- 
ten wird, 

welches Stutzelement (!' - V" , 2' - 2"", 15) zum Verschliefien des Ent- 
i5 ladungsraumes durch Warmeanwendung zumindest teilweise erweicht 

(15, 16) wird, wodurch der hochgehaltene Teil (3) des Entladungsgefa- 
fies abgesenkt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Stutzelement (1' - V" 9 2' - 2"", 15) 
bei dem Hochhalten des Entladungsgef afiteils (3) ganz aufierhalb des 
20 Entladungsraumes angeordnet ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Entladungslampe ein Flach- 
strahler ist, die beiden Teile des Entladungsgefafies eine Bodenplatte (4) 
und eine Deckenplatte (3) des Flachstrahlers sind imd das Stutzelement 
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(1' - 1"", 2' - 2"", 15) bei dem Hochhalten einer der Platten (3) aufier- 
halb eines Rahmens (8, 9) des Flachstrahlers angeordnet ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem innerhalb des Entladungs- 
gefafies wahrend des Befiillschrittes auf erweichende Teile verzichtet 

5 wird. 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem das Stiitz- 
element lediglich Hilfsmittel des Verfahrens ist imd die fertige Entla- 
dungslampe nach dem Herstellungsverfahren von dem Stiitzelement 
getrennt ist. 

10 5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das Stiitzelement (1' - 1"", 2' - 2 ,,/, / 
15) zum Hochhalten des Entladungsgefafiteils (3) an einem hierfur vor- 
gesehenen Abschnitt des Entladungsgefafiteils (3) angreift, der bei dem 
Herstellungsverfahren entfernt wird. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem mindes- 
15 tens eines und hochstens vier der Stutzelemente (1' - 1"", 2' - 2 //// / 15) 

verwendet werden. 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem das bzw. 
die Stutzelemente (1' - 1"", X - 2" ,f , 15) Rohrstiicke (15) aus einem ge- 
eignet erweichenden Material aufweisen. 

20 8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem das bzw. 

die Stutzelemente (V - 1"", 2' - 2 ,,,/ , 15) im wesentlichen aus SF6-Glas 
bestehende erweichende Teile (15) aufweisen. 

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, bei dem das hoch- 
gehaltene Entladungsgefafiteil (3) zusatzlich beschwert wird, urn das 
25 Absenken zu unterstiitzen. 
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FIG. 3 



